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Objetivos, descrição do projeto, atividades e resultados esperados

A tecnologia associada à invenção está relacionada com um processo/dispositivo de produção de nanoestruturas
bidimensionais com taxas de produção elevadas, da ordem de um grama por hora, com o controlo eficaz da
morfologia das nanoestruturas produzidas. A invenção poderá ser utilizada em diversos campos como na
indústria de nanotecnologia, na produção e armazenamento de energia e na produção de fármacos.
O processo assistido por plasma descrito na invenção que se pretende proteger permite a produção de
nanoestruturas bidimensionais (como por exemplo folhas de grafeno) com taxas de produção elevadas, da ordem
de um grama por hora, controlando de forma eficaz a morfologia das nanoestruturas produzidas. A definição das
qualidades estruturais das folhas de grafeno é alcançada através da customização, quer do ambiente gerado pelo
plasma de micro-ondas quer das condições termodinâmicas na zona de nucleação do reator de plasma. O
processo que se pretende proteger permite sintetizar nanoestruturas bidimensionais de uma forma simples,
ecológica e controlada sem recorrer a substratos, catalisadores ou produtos químicos perigosos. A principal
vantagem da utilização de plasma na produção de nanoestruturas bidimensionais, quando em comparação com
outros processos que recorrem a gases não ionizados consiste na utilização da elevada densidade de energia,
característica dos plasmas, em todo o volume de processamento, o que permite controlar de forma muito eficaz
o fornecimento de energia e de materiais às ditas nanoestruturas através da adequada seleção de parâmetros do
plasma. O plasma fornece, simultaneamente, altas temperaturas e um ambiente altamente reativo, rico em
espécies ativas, como por exemplo, eletrões, iões, radicais livres, fotões muito energéticos, que influenciam
grandemente a linha de montagem de nanoestruturas emdiferentes escalas temporais e espaciais, inclusive ao
nível atómico. O potencial dos plasmas permite implementar linhas de montagem únicas e arranjos originais ao
nível atómico.
Desta forma, a invenção insere-se no domínio dos materiais e matérias-primas por se tratar de um material
utilizado na indústria. Insere-se adicionalmente nos domínios das tecnologias de produção e indústrias de
processo e de produto por o produto final, que consiste nas nanoestruturas (incluindo folhas de grafeno), ser
objeto de proteção e ter aplicação industrial. Insere-se ainda no domínio da Energia conforme indicado
anteriormente.


